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Zrodlo do poziomego parowania proiniowego

1
Przedmiotem wynalazku jest Zrédbo do pozio-
mego parowania prozniowego, ktore moze byé za-
stosowane do mnaparowywania cienkich warstw
metali, p6lprzewodnikéw lub dielektryko6w.

Dotychczas stosowane sposoby naparowywania
cienkich warstw polegaja na podgrzewaniu paro-
wanego materiatu w tyglu, 16dce lub podobnym
ir6dle, przy czym pary materiatu emitowane ze
zrddia tworzg strumien skierowany pionowo do
gbéry. Strumien ten kondensuje ma podiozu umie-
szczonym poziomo w pewne]j odlegtosci mad Zrod-
lem par.

Przedstawiony dotychczasowy sposéb pionowego
naparowywania jest miekorzystny w przypadkach
wymagajacych  dwustronnego  mnalparowywania
warstw na plytce — podiozu ma przykiad takich
jak dwustronna meftalizacja plytek kwarcowych
stosowanych do konstrukicji ogniw piezoelektrycz-
nych lub dwustronne maparowywanie potprzewod-
nika ma pitytce miki stosowanej do konstrulkeji
halltronu podwaéjnego, gdyz po maparowaniu wy-
maganej warstwy na jedng strone podioza, trzeba
dokonaé odwroécenia podloza, co wymaga specjal-
nego wukladu mechanicznego lub otwierania ko-
mory proézniowej.

Celem wynalazku jest opracowanie zrddia do
poziomego parowania prézniowego, pozwalajacego
na dwustronne naparowywanie podiozy, bez ich
odwracania ‘w czasie procesu nanoszenia warstw,
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Cel ten osiagnieto wedlug wynalazku wykonujac
zrodto w postaci zamknietej puszki z otworem
wylotowym strumienia par znajdujacym sie w
jednej z pionowych $cianek bocznych. Otwér wy-
lotowy jest otoczony poziomym kominkiem oigra-
niczajacym crozrzut emitowanego strumienia par,
a przekréj poprzeczny puszki oraz doprowadzen
sg jednakowe.

Jednoczesne grzanie catosci takiego Zrddia po-
zwala na wytwarzanie stabilnego poziomu skie-
rowanego strumienia par.

Wprowadzenie plaskie] plytki spelniajacej role
radiatora, przygrzanej posrodku dolnej- poziomej
$cianki zZradia, warunkuje nieznaczny spadek tem-
peratury w poréwnaniu z pozostala powierzchnig
zrodta, co w przypadkach parowania metali ze

- stanu cieltego zabezpiecza przed szkodliwym pel-

zaniem cieklego metalu po wewnetrznych * scian-
kach zrédia. Wykonanie doprowadzen pradowych
7zr6dla w wyprofilowanej postaci z zalamaniami
uniemozliwia silne deformacje calego Zrédia pod-
czas grzania i zwieksza kilkakrotnie czas Zywot-
nosci zrédla. Deformacja zrédia jest sprowadzona
.do minimum na skutek przeniesienia jej do. ob-
szaru profilowanych doprowadzen. -

Umieszczenie 'w komorze prézniowej dwéch Zré-
del emitujacych poziome dwa strumienie par skie-
rowane do siebie wzdiuz ijednej prostej oraz u- -
mieszczenie posrodku odleglodci pomigdzy - Zréd-



3
lami podioza, ktérego népamwywame ‘powierzch-
nie sa polozone pionowio i jednoczesnie priosto-
padle do kkierunku strymieni par, zapewnia dwu-
stronng i *jednoczesna kondensacje (ﬁar na pod-
tozu, bez jego odwracania.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym na fig.
1 przedstawione jest Zr6dlo do parowania pozio-
mego, a na fig. 2 przedstawiony jesf schemat dwu-
stronnego maparowywania podlozy. .

Z cienkiej blachy lub taémy z metalu trudno
topliwego, na przyklad molibdenu, wolframu lub
tantalu, jest wykonana puszka 1. Polgczona jest
ona z doprowadzeniami pradowymi 2, o przekro-
ju takim samym jak przekrdj  poprzeiczny puszki,
wykonanymi z tego samego matériatu i grzana
oporowo. Doprowadzenia pradowe posiadajg zata-
mania 3 zabezpieczajace przed deformacjy catego
frédia podczas grzania. W pionowej $ciance, do
ktérej mie jest przytaczone doprowadzenie prado-
we, wykonany jest otwér z kominkiem 4, stano-
wigey wylot strumienia par. Caloéé zZrédia wediug
wynalazku, wykonana jest tak, ze zapewnia jed-
norodne grzanie Scianek puszki 1 i kominka 4.

W przypadkach parowania materiatéw niesub-
limujacych, lecz parujacych ze stanu cieklego, na
przyktad metali Ag lub Au przygrzewa sie po-
érodku dolnej i poziomej Scianki puszki 1 prytki
5, wykonanej z tego samego materiatu co puszka
1. Piytka 5 spelnia Tole radiatora i zabezpiecza
przed miekorzystnym pelzaniem wewnaftrz puszki
ciekleigo materiatu parujacego, co moze wystepo-
waé ma skutek zakiécen jednorodnego grzania ca-
losci puszki 1 i kominka 4.
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Dwustronne naparowywanie podiozy z zastoso-
" waniem zr6det parowania poziomego, wedtug wy-
mnalazku jest objasnione ma fig. 2.

W komorze prézniowej na poziomym okregu A
umieszcza sie¢ podioze P w pozycji pionowej pia-
szczyzny naparowywanych. Okrag A stanowi przy
tym obrzeze obrotowej karuzeli, obracajgcej sie
w .poziomie woké&t Srodka O, co pozwala na jed-
noczesne -dwustronne mnaparowywanie serii podto-
zy. y

W poziomej plaszczyZnie okregu A s3 umiesz-
czone wzdiuz promienia, po obu stronach podio-
za P, dwa zrédia Z; i Z, do parowania poziome-
go, wedlug wynalazku. Zr6dia te grzame jedno-
cze$nie lub kolejno, emituja poziome strumienie
par S; i S, kondensujace jednoczesnie lub ko-
lejno na obu powierzchniach naparowywanych po-
dioza P.

Zastrzezemia patentowe

1. Zradlo do poziomego parowania prézmiowego
cienkich warstw metali, pétprzewodnikéw Iub die-
"lektrykéw, znamienne tym, ze ma postaé zamk-
nietej puszki (1) z otworem wylotowym (4) w
$ciance bocznej, obtoczonym poziomym kominkiem,
oraz posiada doprowadzenia pradowe (2) o wypro-
filowanym ksztatcie z zalamandiami (3).

2. Zrodio wedbug rastrz. 1, znamienne tym, ze
przekrdj poprzeczny puszki (1) oraz doprowadzen
(2) sa jednakowe.

3. Zrédto wedbug zastrz. 1 albo 2, znamienne
tym, ze posiada plaska plytke radiator (5). przy-
grzang posrodku dolnej poziomej $cianki Zrodia,
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